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１．概要（Summary） 

間接遷移型半導体であるシリコン(Si)エルビウム(Er)を

添加することで発光機能を付与することができる。Si中Er

は優れた光学特性に加えて CMOS 技術との互換性を持

つことから発光素子としての応用が期待されている。 

その応用先の一つが量子暗号通信に必要不可欠な単

一光子源である。量子暗号通信は、光子一つ一つに情

報を載せることで原理的に盗聴不可能である通信技術で

ある。現在、量子コンピュータの開発により、従来使用され

ている暗号の解読可能性が示唆されている。そのため、こ

の新たな通信技術の達成に向けて、単一光子源の開発

が急務となっている。 

そこで、私たちは単一光子として機能するSi中単一Er

発光素子の開発を最終目的とした。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム描画装置 

 

【実験方法】 

酸素注入、エッチング条件の異なる 3 種類の様々なサ

イズのナノピラー構造、80 µm四方のパッド構造を作製し、

その発光特性の評価を行うことを実験方針とした。条件は

以下に示してある通りである。 

(a) 酸素注入あり、ドライエッチング 

(b) 酸素注入なし、ドライエッチング 

(c) 酸素注入なし、ウェットエッチング 

電子線ビーム装置を用いて、Si 構造体の作製の際に

必要となるレジストパターンを作製した。 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

酸素注入、エッチング条件の異なる 3種類のパッド構造

の作製に成功した。またドライエッチングにてピラー構造

の作製にも成功した。しかし、ウェットエッチングでは横方

向のエッチングによりピラー構造を作製することができなか

った。 

これらの結果から、3 種類のパッド構造と、ドライエッチ

ングにて作製した酸素地注入有無の 2 種類のピラー構造

の発光特性の評価をこれから行う。 
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